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１．概要（Summary） 

ガラスは、様々な製品に使用されており、サイズ、デザ

イン、性能を決めるキーマテリアルのひとつである。しかし

ながら、ガラスは割れやすいという典型的な難加工材料で

あることから、広範な製品への適用が阻害されている。そ

こで、ガラス加工上の要素技術の内、精密転写プレス成

型を高度化するための研究を行っている。今回、ガラスを

プレス成形するための金型を作製する方法を検討するた

め、京都大学ナノテクノロジーハブ拠点の設備を利用して

金型表面の微細加工を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

高速マスクレス露光装置、磁気中性線放電ドライエッチ

ング装置、触針式段差計 

【実験方法】 

SiC 基板試料表面にフォトレジストをスピンコートにより

塗布し、高速マスクレス露光装置を用いてフォトレジストに

グレースケール露光を行って凹型形状のアレイを作製し

た。パターン化されたフォトレジストをマスクとして用い、磁

気中性線放電ドライエッチング装置を用いて SiC 基板表

面にパターンを転写し、凹型形状を作製した。作製した形

状は、触針式段差計等を用いて測定した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

高速マスクレス露光装置を用いたグレースケール露光

により作製したフォトレジスト形状を Fig.1 に示す。露光量

を線形変化させる事により、直径約 200 m、深さ 16 m

の凹型の円錐形状が作製できた。次に、同様な方法で非

線形グレースケール露光したフォトレジストをマスクとして

用い、ドライエッチングによる SiC基板表面への形状転写

を行った。加工後の SiC 表面形状を Fig.2 に示す。直径

約 240 m、深さ 7 mの凹型レンズ形状のアレイ構造が

作製できた。今後さらに曲率半径の小さな形状作製に向

け、エッチング条件等の最適化が必要であると考えてい

る。 

 

４．その他・特記事項（Others） 

 本研究の一部は、総合科学技術・イノベーション会議の

SIP (戦略的イノベーション創造プログラム)「革新的設計

生産技術 ガラス部材の先端的加工技術開発」によって

実施された。 
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Fig. 1  Surface profile of photoresist. 

  
Fig. 2  Surface profile of SiC substrate. 


